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Przedmiotem zgtoszenia jest niskomigracyjna kompozycja powtokowa utwardzana promieniowaniem UV
charakteryzujgca sie tym, ze kompozycje otrzymuje sie dwuetapowo, w pierwszym etapie sporzgdzana jest
mieszanina ketonu aromatycznego w iloSci od 2% do 7% wagowych, najkorzystniej w ilosci od 3% do 3,5%
wagowych i pochodnej aminobenzoesanu w ilosci od 2% do 7% wagowych, najkorzystniej w ilosci od 1,5% do
2% wagowych, obligatoryjnie zmieszanych w stosunku wagowym 1:0,66 i rozprowadzonych w glikolu
propylenowym stanowigcym od 8% do 12% wagowych kompozycji, zas w drugim etapie dodawane s3g
pozostate sktadniki receptury obejmujgce oligomery, jako mieszanine akrylanu polieteru modyfikowanego
aming w ilosci od 64% do 79% wagowych z oligomerycznym blokerem inhibicji tlenowej w ilosci od 5% do 20%
wagowych zmieszane w stosunku wagowym 1:0,28, sumarycznie w ilosci od 80% do 87% wagowych, jak
réwniez wprowadzane sg $rodki pomocnicze takie jak polidimetylosiloksan modyfikowany polieterem, jako
reduktor napigcia powierzchniowego, korzystnie w ilosci od 0,05% do 0,5% wagowych oraz inhibitor
polimeryzacji w estrze kwasu akrylowego w ilosci do 2% wagowych, najkorzystniej od 0,5% do 0,6%
wagowych. Przedmiotem zgtoszenia jest réwniez, zastosowanie powyzszej niskomigracyjnej kompozyciji
powtokowej utwardzanej promieniowaniem UV do uszlachetniajgcego i zabezpieczajgcego powlekania
sztywnych i miekkich opakowan papierowych.
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Niskomigracyjna kompozycja powlokowa utwardzana promieniowaniem UV

i zastosowanie kompozycji powlokowej

Przedmiotem wynalazku jest niskomigracyjna kompozycja powlokowa utwardzana
promieniowaniem UV i zastosowanie kompozycji powlokowej, zwlaszcza do powlekania
opakowan papierowych.

Lakiery utwardzane promieniowaniem UV stanowia interesujgcg alternatywe dla
tradycyjnie  stosowanych rozwigzan powlokowych. Pozbawione lotnych zwigzkow
organicznych, szybkoschngce, konstytuowane w kompaktowych urzadzeniach, doskonale
wpisujg si¢ w koncepeje tzw. Zielonej Chemii. Wysoka zawartos¢ czgsci stalych w formutach
UV umozliwia aplikacje powlok o niewielkiej grubosci, ktére w zaleznosci od przeznaczenia,
mogg by¢ nanoszone na szerokg game powierzchni. Na ich atrakcyjnos¢ przeklada si¢ rowniez
maksymalna wydajnoéé procesu, wynikajaca bezposrednio z bezodpadowego charakteru tej
technologii.

Jednym z kluczowych obszarow aplikacyjnych lakierow $wiattoutwardzalnych jest
branza opakowan. Przez wzglad na szereg korzysci plynacych ze stosowania lakierow UV, ich
smaczenie oraz udzial w rynku stale rosna. Coraz czesciej swiattoutwardzalne systemy
powlokowe znajdujg uzycie w procesach pakowania zywnosci 1 lekow, co z uwagi na zjawisko
migracji oraz obecno$¢ monomeru reszikowego, moze budzi¢ uzasadnione obawy.
Potwierdzono przypadki skazenia zywnosci zwigzane z przedostawaniem si¢ fotoinicjatorow z
powierzchni opakowan do ich wnetrza. Na intensywnos¢ migracji wplyw maja nie tylko
charakter chemiczny uzytych komponentéw, ale rowniez szybkos¢ i stopied utwardzenia
powloki oraz jej odpornos¢ na zuzycie trybologiczne. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy,
mozliwe jest jedynie ograniczenie negatywnego oddzialywania lakierow UV na kondycje
zdrowotng uzytkownikOw, co mozna osiggnaé¢ poprzez odpowiedni dobor ilosciowy i
jakosciowy skladnikow kompozycji, zwlaszeza zwiazkow pelnigcych rolg monomerdéw oraz
fotoinicjatorow. Selekcjonowanie poszezegblnych  surowedw wehodzacych w sklad

kompozycji powlokowych tego rodzaju jest regulowane m.in. zapisami szwajcarskiego
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rozporzadzenia w sprawie materialow i wyrobow do kontaktu ze srodkami spozywezymi List
of permitted substances for the production of packaging inks; and related requirements oraz.
‘wytycznymi dokumentu Nestlé Guidance Note on Packaging Inks.

Znane sa przyklady niskomigracyjnych kompozycji powlokowych. utwardzanych
promicniowaniem UV przeznaczonych do uszlachetniajacego i zabezpieczajacego powlekania
opakowan papierowych.

W  opisie zgloszentowym CNI04650646 (A) przedstawiono kompozycjg
niskomigracyjnego tuszu fleksograficznego zawierajgeg od 15 do 30% wagowych akrylanu
poliestrowego o funkcyjnosci migdzy 4 a 10, od 10 do 20% wagowych akrylanu
epoksydowego, od 10 do 20% wagowych monomeru z grupg alkoksylowa lub trzeciorzedows
grupa aminowa, od 5 do 10% wagowych fotoinicjatora np. pochodnej benzofenonu lub
tioksantonu, do 5% wagowych akrylanowego promotora adhezji modyfikowanego kwasem
fosforowym, od 15 do 50% wapowych pigmentu oraz do 5% wagowych srodkéw
pomocniczych. Kompozycja wedlug wynalazku jest tatwa w przygotowaniu i charakteryzuje
si¢ niskim stopniem migracji oraz umiarkowang lepkoscia, dzieki czemu nadaje si¢ do aplikacji
w druku maszynowym 6pak0war'1 lekow i zywnosci,

Z opisu zgloszeniowego CN111548672 (A) znana jest kompozycja przyjaznego dla
$rodowiska, niskomigracyjnego tuszu o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, ktéra wedlug
wynalazku zawiera od 50 do 60% masowych zywicy akrylowej modyfikowanej kalafonig.
fumarowana, akrylan epoksydowy modyfikowany Kkalafonia oraz monomer akrylowy
zmieszane w stosunku masowym od 3:5:0,5 do 5:5:1, od 5 do 13% masowych
trudnoscieralnego wypelniacza w postaci nanometrycznej krzemionki i tienku glinu w stosunku
masowym od [:3 do 1:5, od 3 do 5% masowych fotoinicjatora np. na bazie piperazyny lub
benzofenonu, od 1 do 3% masowych mieszaniny soli kwasow tluszezowych, aminy thuszczowej
lub aminy modyfikowanej przyspieszajacych schnigcie, od 0,5 do 1% masowych silanowego
promotora adhezji oraz od | do 3% masowych pozostalych srodkéw pomocniczych. Skiadniki
kompozycji wedlug wynalazku wraz z odpowiednio dobranymi pigmentami mineralnymi lub
syntetycznymi pigmentami nieorganicznymi rozprowadza si¢ ultradzwickowo w wodzie
dejonizowane;j, kolejno rozdrabnia ucierajgc przy uzyciu dedykowanego sprzgtu.

W opisie patentowym EP2848659 (Bl) ujawniono zestaw przezroczystych lub
barwnych kompozycji tuszy o lepkosci nieprzekraczajacej S0 mPas w 25°C przeznaczonych do
nadruku opakowan zywnosci, kidre zawierajg do 4% masowych fotoinicjatora w postaci tlenku
bisacylofosfiny w specyficznej kombinacji z tioksantonem w iloéci od 5 do 20% masowych,

trzeciorzgdowymi  wspélinicjatorami  aminowymi np. pochodnymi benzoesanu etylu i
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trimetylolopropanu, monomerem na bazie metakrylanu winylu oraz $rodkami pomocniczymi.
Kompozycje powlokowe wedlug wynalazku utwardza sie promieniowaniem UV na drodze
laficuchowe) polimeryzacji. kationowej lub korzystniej, polimeryzacji wolnorodnikowej i
stosuje jako warstwg nawierzchniowg bgdz podkladowa.

Ponadto w opisie zgloszenia migdzynarodowego WO2014126720 (Al) / opisie
patentowym EP2956488(B1) przedstawiono -niskomigracyjne kompozycje powlokowe
otrzymane z zastosowaniem dwu- lub. trojfunkcyjnych fotoinicjatoréw takich jak tlenek
bisfosfiny, hydroksyketony oraz ich kombinacje, o udziale 6, 8 lub 10% masowych, z ktérych
co najmniej 40% masowych posiada mas¢ czgsteczkowa mniejszg niz 500 amu. Rzeczone
kompozycje powlokowe odznaczaja sic lepkoécia nieprzekraczajgca 12 mPas w. 50°C, co
wynika z zastosowania glownie dwufunkcyjnych monomeréw np. diakrylanu glikolu
dipropylenowego (DPGDA). Kompozycje powlokowe wedlug wynalazku nie powoduja
zanieczyszczenia opakowanej zywnosci na poziomie przekraczajacym limit migracji
specyficznej, sg utwardzane na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej 1 nie wymagaja
stosowania akrylanéw o funkcyjnosci wigkszej niz 3 dla zapewnienia niskicgo poziomu
migracji.

Celem wynalazku jest opracowanie niskomigracyjnej kompozycji powlokowej
utwardzanej promieniowaniem UV, przeznaczonej do uszlachetniajacego i zabezpieczajacego
powlekania sztywnych i migkkich opakowan papierowych.

Niskomigracyjna kompozycja powlokowa utwardzana promieniowaniem UV wedlug
wynalazku charakteryzuje sie tym, ze jest otrzymywana dwuetapowo. w pierwszym etapie jest
sporzadzana mieszanina ketonu aromatycznego w ilosci od 2 do 7% wagowych, najkorzystnie;
w ilosci od 3 do 3,5% wagowych i pochodnej aminobenzoesanu w ilosci od 2 do 7% wagowych,
najkorzysiniej w ilosci od 1,5 do 2% wagowych, obligatoryjnie zmieszanych w stosunku
wagowym 1:0,66 i rozprowadzonych w glikolu propylenowym stanowigcym od 8 do 12%
wagowych kompozycji, zas w drugim. etapie dodawane sg pozostale skladniki receptury
obejmujace oligomery, jako mieszaning akrylanu polieteru modyfikowanego aming w-ilosci od
64 do 79% wagowych z oligemerycznym blokerem inhibicji tlenowej w ilosci od.5 do 20%
wagowych: zmieszane w stosunku wagowym 1:0,28, sumarycznie w ilodci od 80 do 87%
wagowych, jak rowniez wprowadzane sa srodki pomocnicze takie jak polidimetylosiloksan
modyfikowany polieterem, jako redukior napigcia powierzchniowego korzystnie w ilosci od
0,05 do 0,5% wagowych oraz inhibitor polimeryzacji w estrze kwasu akrylowego w ilosci do

2% wagowych, najkorzysiniej od O,S‘do 0,6% wagowych.
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Przedmiotem wynalazku jest réwniez zastosowanie niskomigracyjnej kompozycji
powlokowej utwardzanej promieniowaniem UV okreslonej w zastrz. 1 do uszlachetniajgcego i
zabezpieczajgcego powlekania sztywnych i migkkich opakowan papierowych.

Kompozycia powlokowa wedlug wynalazku posiada doskonalg adhezje do papieru o
dowolnej sztywnosci dzigki czemu moze by¢ stosowana w charakterze lakieru OVP (ang.
Overprint: Vamishes) pelnigcego funkcje zabezpieczajace, uszlachetniajgece badz zdobnicze
opakowan wykonanych z papieru powlekanego, niepowlekanego, syntetycznego i ozdobnego
- w tym barwionego, o dowolnej klasie, lecz o gramaturze nie mniejszej niz 25 g/m’.

Kompozycja powlokowa bedaca przedmiotem wynalazku jest wolna od klasycznie
stosowanych monomerow, taki jak np. triakrylan trimetylolopropanu (TMPTA) czy akrylan
izobornylu (IBOA), w zastgpstwie kiorych uzyto glikol propylenowy. Nietoksyczny i
ckologiczny. pochodzacy z produkcji biodiesla, stanowi zielong alternatywe dla wspomnianych
surowcow. Wiaczenie glikolu propylenowego w sklad receptury niniejszej kompozycji.
determinuje wysokg elastycznos¢ utwardzonej powlokioraz ogranicza niedogodnosci zwigzane
ze szkodliwos$cia nieprzereagowanego monomeru.

W kompozycji powlokowej wedlug wynalazku ujgto zywicg pomocnicza w postaci
oligomerycznego blokera inhibicji tlenowe), takiego jak EBECRYL® LED 03 badz
EBECRYL® LED 04 firmy Allnex, ktéry odpowiada za wysoki stopien utwardzenia
powierzchniowego powloki 1 zabezpicczenie jej przed zarysowanicm bez koniecznosci
stosowania napelniaczy lub $rodkow pomocniczych. Nadto formuta kompozycji obejmuje
uzycie totoinicjatora. GENOCURE* FMP firmy Rahn, kiory nic jest klasyfikowany jako
substancja CMR (z ang. Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic) o dzialamu rakotwoérczym,
mutagennym lub toksycznym dla rozrodczosci, oraz synergetyka GENOPOL* AB-2 firmy
Rahn, o niskim potencjale migracyjnym, stosowanego w zasigpstwie standardowych
aminobenzoesanéw. Niska zawartos¢ lotnych zwigzkow organicznych oraz wolnej aminy
monomerycznej w skladnikach kompozycji ogranicza jej szkodliwosé dla srodowiska,
zmniejszajac takze ryzyko uczulenia.

Kompozycja powlokowa wedlug wynalazku wymaga utwardzania promieniowaniem
UV, co przy stosowaniu lamp o mocy 100 W/em odpowiada czasowi ekspozycji wynoszacemu
korzystnie od 15 do 30 sekund. Po spolimeryzowaniu jest ona transparentna, odznacza sig¢
wysokim potyskiem, niska palnoscig i zadowalajaca odpornoscig chemiczng.

Do otrzymania kompozycji powlokowej bedacej przedmiotem wynalazku stosuje sig
typowa aparatur¢ wykorzystywang w przemysle wyrobéw lakierowych tj. mtyn typu attritor

oraz mieszadlo szybkoobrotowe o dostosowanych parametrach uzytkowych. Cieklg formute
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nakiada si¢ na wysuszone i pozbawione luZzno zwigzanych czastek podloze papierowe w
procesie druku cyfrowego, offsetowego lub za pomoca natrysku hydrodynamicznego.
Powyzsza specyfikacja kompozycji powlokowe) wediug zgloszenia czyni ja
odpowiednia takze do tzw. wrazliwych zastosowan, takich jak m. in. posredni kontakt z
zywnoscig czy lekami.
Przedmiot wynalazku objasniono ponizszym przykladem realizacji nie ograniczajac
jego zakresu.

Przykiad. 1
Rodzaj surowca Tlosé, kg/100 kg
Akrylan policteru modyf{ikowany aming : 6535

‘Oligomeryczny bloker inhibicji tlenowej 18.65
Glikol propylenowy 10,06

‘Keton aromatyczny 3.00

Pochodna aminobenzoesanu 2,00

Polidimetylosiloksan modyfikowany policterem 0,41
‘lnhibitor polimeryzacji w estrze kwasu akryl]awego 0.53

=100 |

Tak  wytworzona niskomigracyjna  kompozycja powlokowa  utwardzana
promieniowaniem UV jest uzywana do uszlachetniajacego i zabezpieczajacego powlekania
opakowar papierowych.

Wynalazek przedstawiono jake przykladowa mozliwosé jego realizacji, jednakze
obejmuje on takze wszelkie odmiany i modyfikacje mieszczace si¢ w ramach niezaleznego

zastrzezenia palentowego.
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Zastrzezenia patentowe

1. Niskomigracyjna kompozycja powlokowa utwardzana promieniowaniem UV
znamienna tym. Z¢ kompozycj¢ otrzymuje si¢ dwuetapowo, w pierwszym etapie
sporzadzana jest mieszanina ketonu aromatycznego w ilosci od 2 do 7% wagowych,
najkorzystniej w ilosci od 3 do 3,5% wagowych i pochodnej aminobenzoesanu w ilosci
od 2 do 7% wagowych, najkorzystnicj w ilosci od 1,5 do 2% wagowych, obligatoryjnie
azmieszanych w stosunku wagowym 1:0,66 i rozprowadzonych w glikolu
propylenowym stanowigcym od 8 do 12% wagowych kompozycji, zas w drugim etapie
dodawane sg pozostale skladniki receptury obejmujace oligomery, jako mieszaning
akrylanu polieteru modyfikowanego amina w ilosci od 64 do 79% wagowych z
oligomerycznym blokerem inhibicji tlenowe) w ilosci od 5 do 20% wagowych
zmieszane w stosunku wagowym 1:0,28, sumarycznie w ilosci od 80 do 87%
wagowych, jak rowniez wprowadzane sg Srodki pomocnicze takie jak
polidimetylosiloksan  modyfikowany  policterem, jako reduktor  napigcia
powierzchniowego korzystnie w ilosci od 0,05 do 0.5% wagowych oraz inhibitor
polimeryzacji w estrze kwasu akrylowego w ilosci do 2% wagowych, najkorzystnicj od
0,5 do 0,6% wagowych.

2. Zastosowanie niskomigracyjnej kompozycji powlokowej utwardzane]
promieniowaniem UV okreslonej w zastrz. | do uszlachetniajacego i zabezpieczajacego

powlekania sztywnych i migkkich opakowan papierowych.
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W URZAD PATENTOWY
‘ AV RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

al. Niepodlegtosci 188/192

00-950 Warszawa, skr. poczt. 203

tel.: (+48) 22 579 05 5 5 | fax: (+48) 22 579 00 01
e-mail: kontakt@uprp.gov.pl | www.uprp.gov.pl

SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI ZGELOSZENIA NR P.441983

Klasyfikacja zgtoszenia IPC: C09D4/02 (2006.01), C09D11,/02(2014.01), C09D129,/10(2006.01),

C09D129/12(2006.01)
Klasyfikacja CPC: C09D11,/02, C09D129/10, C09D129/12

Poszukiwanie prowadzone w klasach: C09D,

Bazy komputerowe w ktoérych prowadzono poszukiwania: epoquenet, polskie bazy danych,

espacenet, depatisnet,

Kategoria Dokumenty - z podang identyfikacjg Odniesienie do
Dokumentu zastrz.
Y CN103429680A (ALLNEX BELGIUM SA, 1-2
04.12.2013r., opis)
Y JP2001294605A (TOAGOSEI CO LTD,23.10.2001r, 1-2
opis [0056], [0057])
Y JP2013082833A (NISSHA PRINTING, 1-2
09.05.2013r., opis)
v EP3580286A1 (BASF SE [DE], 18.12.2019r.), opis str 6, wiersz 1-2

29)

A - dokument okreslajacy og6lny stan techniki, ktéry nie jest uwazany za posiadajgcy szczegblne

znaczenie,

E - dokument stanowigcy wczesniejsze zgloszenie lub patent, ale opublikowany w lub po dacie

zgloszenia,

L - dokument, ktéry moze poddawac¢ w watpliwo$¢ zastrzegane pierwszenstwo(-wa), lub przytoczony w
celu ustalenia daty publikacji innego cytowanego dokumentu lub z innego szczegélnego powodu,
O - dokument odnoszacy sie do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie lub ujawnienie w

inny sposéb,

P - dokument opublikowany przed data zgloszenia, ale péZniej niz zastrzegana data pierwszenstwa,

T - dokument pdzniejszy, opublikowany po dacie zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa

iniebedacy w konflikcie ze zgtoszeniem, ale cytowany w celu zrozumienia zasad lub teorii lezgcych u

podstaw wynalazku,

X - dokument o szczegdlnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za nowy lub nie
moze by¢ uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli ten dokument brany jest pod uwage

samodzielnie,

Y - dokument o szczeg6lnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za posiadajacy

poziom wynalazczy, jezeli ten dokument zostanie potaczony z jednym lub kilkoma tego typu

dokumentami, a takie polaczenie bedzie oczywiste dla znawcy,
& - dokument naleZacy do tej samej rodziny patentowej.

Sprawozdanie wykonat: Marina Sienkiewicz data 27.10.2022r.

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego

Uwagi do zgloszenia

Sprawozdanie zostalo wykonane w oparciu o informacje zawarte w opisie z
dnia 08.08.2022r.,poniewaz zgloszenie nie jest ujawnione w stopniu
umozliwiajaca jego realizacje.
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